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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　円柱状のガラス母材を、その中心軸に対して垂直に切断処理してガラスディスクを作製
する工程を含む磁気ディスク用ガラス基板の製造方法であって、
前記円柱状のガラス母材の側面を化学強化した後に、前記切断処理を行う
　ことを特徴とする磁気ディスク用ガラス基板の製造方法。
【請求項２】
　円柱状のガラス母材を、その中心軸に対して垂直に切断処理してガラスディスクを作製
する工程を含む磁気ディスク用ガラス基板の製造方法であって、
前記円柱状のガラス母材の側面を研磨した後に化学強化処理を行い、その後に、前記切断
処理を行う
　ことを特徴とする磁気ディスク用ガラス基板の製造方法。
【請求項３】
　円柱状のガラス母材を、その中心軸に対して垂直に切断処理してガラスディスクを作製
する工程を含む磁気ディスク用ガラス基板の製造方法であって、
前記円柱状のガラス母材の側面を鏡面加工した後に化学強化処理を行い、その後に、前記
切断処理を行う
　ことを特徴とする磁気ディスク用ガラス基板の製造方法。
【請求項４】
　前記ガラス母材は、中心軸に沿って円孔が形成されている
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　ことを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか一に記載の磁気ディスク用ガラス基
板の製造方法。
【請求項５】
　前記ガラス母材の側面には、ガラスディスクの面取面となされる円環状の溝が形成され
ている
　ことを特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれか一に記載の磁気ディスク用ガラス基
板の製造方法。
【請求項６】
　外径が３０ｍｍ以下の小型の磁気ディスク用ガラス基板を製造する
　ことを特徴とする請求項１乃至請求項５のいずれか一に記載の磁気ディスク用ガラス基
板の製造方法。
【請求項７】
　前記化学強化処理により、側面の表層部分に圧縮応力層を形成し、
　前記側面近傍の縦断面をバビネ補償板法を用いて観察することによって測定される前記
圧縮応力層の厚さを１０μｍ以上とし、かつ、圧縮応力の値を３．５ｋｇ／ｍｍ２以上と
する
　ことを特徴とする請求項１乃至請求項６のいずれか一に記載の磁気ディスク用ガラス基
板の製造方法。
【請求項８】
　請求項１乃至請求項７のいずれか一に記載の磁気ディスク用ガラス基板の製造方法によ
り磁気ディスク用ガラス基板を製造する工程と、
　製造された前記磁気ディスク用ガラス基板の主表面上に、少なくとも磁性層を形成する
工程と
　を有することを特徴とする磁気ディスクの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）などの情報記録装置における記録媒体と
なる磁気ディスクに使用される磁気ディスク用ガラス基板及びその製造方法に関する。
【０００２】
　また、本発明は、ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）などの情報記録装置における記録
媒体となる磁気ディスク及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　近年、情報化社会の高度化に伴って種々の情報処理装置が提案されており、これら情報
処理装置において使用される情報記録装置としてハードディスクドライブ（ＨＤＤ）が提
案されている。このハードディスクドライブにおいては、情報処理装置の小型化、高性能
化のために、情報記録容量の大容量化、記録密度の高密度化が求められるとともに、製造
コストの低廉化も求められている。
【０００４】
　ハードディスクドライブにおいて、情報記録密度を高密度化するためには、いわゆるス
ペーシングロスを低減させる必要がある。すなわち、記録媒体となる磁気ディスクに対す
る記録再生を行なう磁気ヘッドの浮上量（グライド・ハイト）を少なくする必要がある。
一方で、記録再生時には、磁気ディスクが高速回転するため、磁気ヘッドの浮上量を少な
くすると、磁気ヘッドが磁気ディスクの表面に接触し、破壊（クラッシュ）されてしまう
虞れが大きくなる。磁気ヘッドの浮上量を少なくしながら、このような磁気ヘッドの破壊
を防止するためには、磁気ディスク表面を、極めて平滑な面として仕上げておく必要があ
る。
【０００５】
　このような磁気ディスク表面の平滑性を実現するため、磁気ディスク用基板としては、
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従来より広く用いられていたアルミニウム基板に代えて、「２．５インチディスク」に代
表されるように、ガラス基板が用いられるようになっている。ガラス基板は、アルミニウ
ム基板に比較して、表面の平坦性及び基板強度において優れているからである。このよう
なガラス基板としては、化学強化により強度を向上させたガラス基板や、結晶化によって
基板強度を向上させた結晶化ガラス基板などが挙げられる。
【０００６】
　一般に磁気ディスク用ガラス基板は、ガラス原料を加熱融解させて溶融ガラスを準備す
る工程、この溶融ガラスを板状のガラスディスクに成形する工程、及び、板状に成形され
たガラスディスクを加工し研磨してガラス基板を作製する工程が順次実行されることによ
り作製される。　溶融ガラスを板状のガラスディスクに成形するにあたっては、プレス法
、フロー卜法、フュージョン法等の成形方法が採用されている。プレス法を用いる場合に
は、溶融ガラスから直接的に板状のガラスディスクを成形する。フロート法、フュージョ
ン法を用いる場合には、溶融ガラスを矩形状の枚ガラスに成形し、この板ガラスからガラ
スディスクを切り出す。これらのうち、現在、最も普及している方法は、プレス法により
ガラスディスクを作製する方法である。このようにして作製されたガラスディスクの端面
及び主表面を研磨し、化学強化等の強化処理を行って、磁気ディスク用ガラス基板が製造
される。
【０００７】
　ところで、化学強化工程においては、３００°Ｃを越える高温下での処理となるため、
ガラスディスクの主表面に対する異物の付着が問題となる。このような問題を解決するた
め、特許文献１には、化学強化工程の後に、ガラスディスクの主表面を研磨するようにし
た磁気ディスク用ガラス基板が提案されている。また、特許文献２には、ガラスディスク
の端面のみに化学強化剤を選択的に塗布して、化学強化処理を行うようにした磁気ディス
ク用ガラス基板が提案されている。
【０００８】
【特許文献１】特開平７－１３４８２３号公報
【特許文献２】特開平９－２７１５０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　ところで、前述のような高い情報記録面密度が実現可能となったガラス基板を用いたハ
ードディスクドライブは、小型の磁気ディスクを用いたものでも十分な情報量を格納でき
るようになってきた。したがって、このようなハードディスクドライブは、いわゆる据置
型のコンピュータ装置などに搭載されるもののみならず、いわゆる「カーナビゲーション
システム（Car Navigation System）」や「ＰＤＡ（Personal Digital Assistance）」、
「携帯電話」などのように、車載用、あるいは、携帯用といった筐体スペースの小さなモ
バイル機器の情報ストレージ用として使用されるものにも用途が広がっている。
【００１０】
　このような小型のハードディスクドライブに搭載される小型磁気ディスクのサイズとし
ては、例えば、外径が３０ｍｍ以下、内径が１０ｍｍ以下、ディスク厚が０．５ｍｍ以下
となされており、代表的には、外径２７．４ｍｍ、内径７ｍｍ、ディスク厚０．３８１ｍ
ｍの「１インチ型ディスク」や、外径２２ｍｍ、内径６ｍｍ、ディスク厚０．３８１ｍｍ
の「０．８５インチ型ディスク」等が挙げられる。
【００１１】
　このような「モバイル用途」の小型ハードディスクドライブは、常に、落下、振動、急
激な移動加速などによる撃力に曝される虞れがあるので、このようなハードディスクドラ
イブにおける磁気ディスク用ガラス基板及び磁気ディスクは、従来の「２．５インチ型デ
ィスク」（外径６５ｍｍ、内径２０ｍｍ、ディスク厚０．６３５ｍｍ）等の相対的に大き
な磁気ディスクに比較して、より高い耐衝撃性が要求されるに至っている。
【００１２】
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　一方、最近のハードディスクドライブでは、「ＬＵＬ（ロードアンロード）方式」によ
り起動停止動作を行うものが提案されている。「ＬＵＬ方式」のハードディスクドライブ
に搭載される磁気ディスクにおいては、従来の磁気ディスクに比較して、その表面はより
平滑、かつ、清浄であることが求められる。すなわち、「ＬＵＬ方式」のハードディスク
ドライブにおける磁気ヘッドの浮上量は、１０ｎｍ、あるいは、それ以下とされ、従来の
「ＣＳＳ（コンタクトスタートストップ）方式」のハードディスクドライブに比較してク
ラッシュ障害を生じやすい。したがって、「ＬＵＬ方式」のハードディスクドライブに用
いる磁気ディスク用ガラス基板及び磁気ディスクの表面は、従来に比較して十分に清浄で
なければならないのである。
【００１３】
　さらに、最近のハードディスクドライブにおいては、磁気ヘッドとして、磁気抵抗効果
型素子や大型磁気抵抗効果型素子が搭載されたものが使用されるようになっている。この
ことによっても、磁気ディスク用ガラス基板及び磁気ディスクの表面は、従来に比較して
、より平滑、かつ、清浄であることが求められる。すなわち、磁気抵抗効果型素子や大型
磁気抵抗効果型素子を搭載した磁気ヘッドは、磁気ディスク表面の平滑性や清浄度が不十
分であると、サーマルアスペリティ障害を発生させる場合があるからである。したがって
、磁気抵抗効果型素子によって情報が再生される磁気ディスクにおいては、従来の薄膜型
素子により情報が再生される磁気ディスクに比較して、表面が十分に平滑、かつ、清浄で
なければならないのである。
【００１４】
　このように磁気ディスク用ガラス基板及び磁気ディスクに求められる主表面の平滑性及
び清浄度の向上を阻害する因子の一つが、前述したように、化学強化工程におけるガラス
ディスクの主表面に対する異物の付着である。
【００１５】
　ところが、特許文献１に記載された磁気ディスク用ガラス基板においては、化学強化処
理された主面部を研磨することは困難であり、表面の平坦度を悪化させることがないよう
に、研磨取り代を精密に管理する必要があり、磁気ディスク用ガラス基板の製造を困難と
している。
【００１６】
　また、特許文献２に記載された磁気ディスク用ガラス基板においては、化学強化液が塗
布された箇所が化学強化処理されるため、化学強化がなされる箇所を正確に規定すること
が困難であり、安定した品質の磁気ディスク用ガラス基板の製造が困難となる。
【００１７】
　携帯電話機用などの小型化されたハードディスクドライブについては、コストダウン及
び大量生産の要望が強く、磁気ディスク用ガラス基板及び磁気ディスクを廉価に大量に供
給する必要がある。しかし、これら特許文献１及び特許文献２に記載された磁気ディスク
用ガラス基板においては、いずれも製造の困難化が招来されるため、耐衝撃性及び主表面
の平滑性、清浄度を満足させつつ大量の製品を供給することは困難であり、品質のばらつ
きのない大量の磁気ディスクを安定して製造することが困難となる。
【００１８】
　なお、従来、小型化された磁気ディスク用ガラス基板の端面部分を研磨するにあたって
は、多数の磁気ディスク用ガラス基板を同軸状に積層させて保持して、これら磁気ディス
ク用ガラス基板の外周側の各端面部分及び内周側の各端面部分を同時に加工することが行
われている。しかし、多数の小型化された磁気ディスク用ガラス基板を積層させて保持す
ることが煩雑であるとともに、多数の磁気ディスク用ガラス基板を積層させて保持したと
きにこれら磁気ディスク用ガラス基板の主表面に損傷を与えてしまう虞れがあることから
、作業性及び製品歩留まりの一層の向上が望まれるところである。
【００１９】
　そこで、本発明は、上述の実情に鑑みて提案されるものであって、本発明の第１の目的
は、磁気ディスク用ガラス基板の製造方法において、製造の困難化やコスト上昇を招来す
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ることなく、化学強化工程における主表面に対する異物の付着を確実に防止し、廉価な磁
気ディスク用ガラス基板及び磁気ディスクを大量に提供することにある。
【００２０】
　また、本発明の第２の目的は、耐衝撃牲に優れた磁気ディスク用ガラス基板及び磁気デ
ィスクを廉価に大量に提供することにある。
【００２１】
　また、本発明の第３の目的は、例えば、外径が３０ｍｍ以下のような小型の磁気ディス
ク用ガラス基板及び磁気ディスクを廉価に大量に提供することにある。
【００２２】
　さらに、本発明の第４の目的は、「ＬＵＬ方式」のハードディスクドライブに搭載され
る磁気ディスク用ガラス基板及び磁気ディスクを廉価に大量に提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２３】
　前述の課題を解決し、上記目的を達成するため、本発明は、以下の構成のいずれか一を
備えるものである。
【００２４】
〔構成１〕
　円柱状のガラス母材をその中心軸に対して垂直に切断処理してガラスディスクを作製す
る工程を含む磁気ディスク用ガラス基板の製造方法であって、円柱状のガラス母材の側面
（周面）を化学強化した後に、切断処理を行うことを特徴とするものである。
【００２５】
〔構成２〕
　円柱状のガラス母材をその中心軸に対して垂直に切断処理してガラスディスクを作製す
る工程を含む磁気ディスク用ガラス基板の製造方法であって、円柱状のガラス母材の側面
を研磨した後に化学強化処理を行い、その後に、切断処理を行うことを特徴とするもので
ある。
【００２６】
〔構成３〕
　円柱状のガラス母材をその中心軸に対して垂直に切断処理してガラスディスクを作製す
る工程を含む磁気ディスク用ガラス基板の製造方法であって、円柱状のガラス母材の側面
を鏡面加工した後に化学強化処理を行い、その後に、切断処理を行うことを特徴とするも
のである。
【００２７】
〔構成４〕
　構成１乃至構成３のいずれか一を有する磁気ディスク用ガラス基板の製造方法において
、ガラス母材は、中心軸に沿って円孔が形成されていることを特徴とするものである。
【００２８】
〔構成５〕
　構成１乃至構成４のいずれか一を有する磁気ディスク用ガラス基板の製造方法において
、ガラス母材の側面には、ガラスディスクの面取面となされる円環状の溝が形成されてい
ることを特徴とするものである。
【００２９】
〔構成６〕
　構成１乃至構成５のいずれか一を有する磁気ディスク用ガラス基板の製造方法において
、外径が３０ｍｍ以下の小型の磁気ディスク用ガラス基板を製造することを特徴とするも
のである。
【００３０】
〔構成７〕
　構成１乃至構成６のいずれか一を有する磁気ディスク用ガラス基板の製造方法であって
、化学強化処理により側面の表層部分に圧縮応力層を形成し、側面近傍の縦断面をバビネ
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補償板法を用いて観察することによって測定される圧縮応力層の厚さを１０μｍ以上とし
、かつ、圧縮応力の値を３．５ｋｇ／ｍｍ２以上とすることを特徴とするものである。
【００３１】
〔構成８〕
　磁気ディスクの製造方法であって、請求項１乃至請求項７のいずれか一に記載の磁気デ
ィスク用ガラス基板の製造方法により磁気ディスク用ガラス基板を製造する工程と、製造
された磁気ディスク用ガラス基板の主表面上に、少なくとも磁性層を形成する工程とを有
することを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００３３】
　本発明に係る磁気ディスク用ガラス基板の製造方法は、円柱状のガラス母材をその中心
軸に対して垂直に切断処理してガラスディスクを作製する工程を含む磁気ディスク用ガラ
ス基板の製造方法であって、円柱状のガラス母材の側面（周面）を化学強化した後に、切
断処理を行うので、化学強化工程におけるガラスディスクの主表面に対する異物の付着が
確実に防止される。
【００３４】
　また、本発明に係る磁気ディスク用ガラス基板の製造方法においては、ガラス母材の側
面を研磨し化学強化した後に、切断処理を行うので、ガラスディスクの端面部分を一枚一
枚研磨する方法に比較して、研磨加工の対象物が大きく、平滑な面を容易に得ることがで
きる。特に、磁気ディスク用ガラス基板の小型化を図った場合、ガラスディスク一枚一枚
の端面部分を研磨することは長大な時間を要し、コストダウンが困難であるが、本発明に
おいては、研磨加工が容易であり、低廉なコストにより、大量の磁気ディスク用ガラス基
板を提供することができる。
【００３５】
　そして、本発明に係る磁気ディスク用ガラス基板においては、ガラス母材の側面を鏡面
加工し化学強化した後に、切断処理を行うので、ガラスディスクの端面部分を一枚一枚鏡
面加工する方法に比較して、鏡面加工の対象物が大きく、平滑な鏡面を容易に得ることが
できる。特に、磁気ディスク用ガラス基板の小型化を図った場合、ガラスディスク一枚一
枚の端面部分を鏡面加工することは長大な時間を要し、コストダウンが困難であるが、本
発明においては、鏡面加工が容易であり、低廉なコストにより、大量の磁気ディスク用ガ
ラス基板を提供することができる。
【００３６】
　さらに、本発明に係る磁気ディスク用ガラス基板の製造方法において、ガラス母材は中
心軸に沿って円孔が形成されているようにすれば、特に研磨加工が困難であるガラスディ
スクの内周側の端面部分に対して、容易に研磨加工、または、鏡面加工を施すことができ
る。
【００３７】
　また、本発明に係る磁気ディスク用ガラス基板の製造方法において、ガラス母材の側面
にガラスディスクの面取面となされる円環状の溝が形成されているようにすれば、特に研
磨加工が困難であるガラスディスクの内外周の面取面に対して、容易に研磨加工、または
、鏡面加工を施すことができる。
【００３８】
　したがって、本発明に係る磁気ディスク用ガラス基板の製造方法は、外径が３０ｍｍ以
下の小型の磁気ディスク用ガラス基板を安定した品質で製造することができる。
【００３９】
　そして、本発明に係る磁気ディスク用ガラス基板の製造方法により製造された磁気ディ
スク用ガラス基板においては、化学強化処理により側面の表層部分に圧縮応力層が形成さ
れており、側面近傍の縦断面をバビネ補償板法を用いて観察することによって測定される
圧縮応力層の厚さが１０μｍ以上で、かつ、圧縮応力の値が３．５ｋｇ／ｍｍ２以上とな
っていることにより、高い耐衝撃性を実現することができる。
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【００４０】
　また、本発明に係る磁気ディスク及びその製造方法においては、前述の磁気ディスク用
ガラス基板の製造方法により製造された磁気ディスク用ガラス基板の主表面部に対し、少
なくとも磁性層を形成するので、「ＬＵＬ方式」のハードディスクドライブに搭載されて
もサーマルアスペリティ障害を生ずることのない磁気ディスクを廉価に大量に供給するこ
とができる。
【００４１】
　すなわち、本発明は、製造の困難化やコスト上昇を招来することなく、化学強化工程に
おける主表面に対する異物の付着を確実に防止し、廉価な磁気ディスク用ガラス基板及び
磁気ディスクを大量に提供することができるものである。
【００４２】
　また、本発明は、耐衝撃牲に優れた磁気ディスク用ガラス基板及び磁気ディスクを廉価
に大量に提供することができるものである。
【００４３】
　また、本発明は、例えば、外径が３０ｍｍ以下のような小型の磁気ディスク用ガラス基
板及び磁気ディスクを廉価に大量に提供することができるものである。
【００４４】
　さらに、本発明は、「ＬＵＬ方式」のハードディスクドライブに搭載される磁気ディス
ク用ガラス基板及び磁気ディスクを廉価に大量に提供することができるものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４５】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について、図面を参照しながら説明する。
【００４６】
　本発明に係る磁気ディスク用ガラス基板の製造方法は、例えば、ハードディスクドライ
ブ（ＨＤＤ）等に搭載される磁気ディスクのガラス基板として使用される磁気ディスク用
ガラス基板を製造するものである。この磁気ディスクは、例えば、垂直磁気記録方式によ
って高密度の情報信号記録及び再生を行うことができる記録媒体である。
【００４７】
　この磁気ディスク用ガラス基板は、外径１５ｍｍ乃至３０ｍｍ、内径５ｍｍ乃至１２ｍ
ｍ、板厚０．２ｍｍ乃至０．５ｍｍであり、例えば、「０．８インチ（inch）型磁気ディ
スク」（内径６ｍｍ、外径２１．６ｍｍ、板厚０．３８１ｍｍ）、「１．０インチ型磁気
ディスク」（内径７ｍｍ、外径２７．４ｍｍ、板厚０．３８１ｍｍ）などの所定の直径を
有する磁気ディスクとして作製される。また、「２．５インチ型磁気ディスク」、「３．
５インチ型磁気ディスク」など磁気ディスクとして作製されるものとしてもよい。なお、
ここで、「内径」とは、ガラス基板の中心部の円孔の内径である。
【００４８】
　図１は、本発明に係る磁気ディスク用ガラス基板の製造方法により製造される磁気ディ
スク用ガラス基板の構成を示す斜視図である。
【００４９】
　本発明に係る磁気ディスク用ガラス基板の製造方法は、図１に示すように、中心部に円
孔１を有する磁気ディスク用ガラス基板２を製造する磁気ディスク用ガラス基板の製造方
法である。この磁気ディスク用ガラス基板は、ガラスからなることにより、鏡面研磨によ
って優れた平滑性を実現することができ、硬度が高く、また、剛性が高いので、耐衝撃性
に優れている。特に、携帯（持運び）用、あるいは、車載用の情報器機に搭載されるハー
ドディスクドライブに使用される磁気ディスクには、高い耐衝撃性が要求されるので、こ
のような磁気ディスクにおいてガラス基板を用いることには有用性が高い。
【００５０】
　ガラスは脆性材料であるが、化学強化や風冷強化などの強化処理、あるいは、結晶化の
手段により、破壊強度を向上させることができる。このようなガラス基板の材料として好
ましいガラスとしては、アルミノシリケートガラスを挙げることができる。アルミノシリ
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ケートガラスは、優れた平滑鏡面を実現することができるとともに、例えば、化学強化を
行なうことによって、破壊強度を高めることができるからである。
【００５１】
　アルミノシリケートガラスとしては、ＳｉＯ２：６２乃至７５重量％、Ａｌ２Ｏ３：５
乃至１５重量％、Ｌｉ２Ｏ：４乃至１０重量％、Ｎａ２Ｏ：４乃至１２重量％、ＺｒＯ２

：５．５乃至１５重量％を主成分として含有するとともに、Ｎａ２ＯとＺｒＯ２との重量
比が０．５乃至２．０、Ａｌ２Ｏ３とＺｒＯ２との重量比が０．４乃至２．５である化学
強化用ガラスが好ましい。
【００５２】
　また、このようなガラス基板において、ＺｒＯ２の未溶解物が原因で生じるガラス基板
表面の突起をなくすためには、ＳｉＯ２を５７乃至７４mol％、ＺｒＯ２を０乃至２．８m
ol％、Ａｌ２Ｏ３を３乃至１５mol％、ＬｉＯ２を７乃至１６mol％、Ｎａ２Ｏを４乃至１
４mol％含有する化学強化用ガラスを使用することが好ましい。このような組成のアルミ
ノシリケートガラスは、化学強化することによって、抗折強度が増加し、圧縮応力層の深
さも深く、ヌープ硬度にも優れている。
【００５３】
　また、本発明において製造する磁気ディスク用ガラス基板をなす材料は、前述したもの
に限定されるわけではない。すなわち、ガラスディスクの材質としては、前述したアルミ
ノシリケートガラスの他に、例えば、ソーダライムガラス、ソーダアルミノケイ酸ガラス
、アルミノボロシリケートガラス、ボロシリケートガラス、石英ガラス、チェーンシリケ
ートガラス、または、結晶化ガラス等のガラスセラミックなどを挙げることができる。
【００５４】
　図２は、前記磁気ディスク用ガラス基板２の円孔１の内周側端面の形状を示す断面図で
ある。
【００５５】
　本発明により製造される磁気ディスク用ガラス基板は、端面部分の両側の稜部が面取り
されたものであることが好ましい。すなわち、この磁気ディスク用ガラス基板２の外周側
端面部分及び円孔１の内周側端面部分は、図２に示すように、この内周側端面部分から両
側の主平面に向けて、面取り部（Ｃ面）１ｂ，１ｂが形成された状態となっており、また
、この磁気ディスク用ガラス基板２の外周側端面部分は、この外周側端面部分から両側の
主平面に向けて、面取り部（Ｃ面）が形成された状態となっている。
【００５６】
　この磁気ディスク用ガラス基板２の内周側端面部分において、面取り部１ｂ，１ｂの間
の部分は、磁気ディスク用ガラス基板２の主平面に対して垂直面からなる円筒状の側面（
Ｔ面）１ａとなっている。前述の円孔１の内径とは、この側面１ａの内径のことである。
また、この磁気ディスク用ガラス基板２の外周側端面部分において、面取り部の間の部分
は、磁気ディスク用ガラス基板２の主平面に対して垂直面からなる円筒状の側面（Ｔ面）
となっている。前述の磁気ディスク用ガラス基板の直径とは、この側面の直径のことであ
る。この磁気ディスク用ガラス基板は、端面部分の稜部が面取りされていることにより、
破壊強度が高まる。なお、本発明についての説明においては、側面と面取り面とを合わせ
て、端面部分と言うこととする。
【００５７】
　図３は、本発明に係る磁気ディスク用ガラス基板の製造方法の各工程を示す工程図であ
る。
【００５８】
　以下、本発明に係る磁気ディスク用ガラス基板の製造方法について、工程順に説明する
。
【００５９】
（１）円柱状のガラス母材を得る工程
　本発明に係る磁気ディスク用ガラス基板の製造方法においては、図３に示すように、ま
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ず、円柱状のガラス母材３を用意する。このガラス母材３は、前述したように、アルミノ
シリケートガラスからなることが好ましい。このガラス母材３は、製造する磁気ディスク
用ガラス基板２の直径よりもやや大きな直径を有し、この磁気ディスク用ガラス基板２が
多数枚積層された状態における厚さに相当する長さを有している。
【００６０】
（２）ガラス母材に中心孔を形成する工程
　次に、このガラス母材３の中心軸にそって、所定の大きさの中心孔３ａを形成する。こ
の中心孔３ａは、磁気ディスク用ガラス基板２における中心孔１となるものであり、この
中心孔１の内径よりもやや小径の内径の孔として形成する。
【００６１】
（３）ガラス母材の内外周の側面を研磨（鏡面加工）する工程
　次に、ガラス母材３の内外周の側面（周面）を研磨し、鏡面加工する。この工程におけ
る研磨は、研磨剤を用いて、ブラシ等により行う。なお、この研磨工程に先だって、図４
に示すように、ガラス母材３の内外周の側面に、磁気ディスク用ガラス基板となったとき
に内外周の面取面となるＶ字状の溝４を周方向に沿って円環状に設けておいてもよい。
【００６２】
　この工程において使用する研磨剤に含まれる研磨砥粒としては、ガラス母材３に対して
研磨能力を奏する研磨砥粒であれば、特に制限なく使用することができる。例えば、酸化
セリウム（ＣｅＯ２）砥粒、コロイダルシリカ砥粒、アルミナ砥粒、ダイヤモンド砥粒な
どを挙げることができ、特に、酸化セリウム研磨砥粒が好ましい。研磨砥粒の粒径につい
ては、適宜選択することができるが、例えば、０．５μｍ乃至３μｍ程度とすることが好
ましい。また、研磨剤は、研磨砥粒を含む研磨剤に、水（純水）などの液体を加え、この
研磨剤をスラリーとして用いることが好ましい。
【００６３】
　この研磨加工により、ガラス母材３の内外周側面の表面粗さは、Ｒａで０．１μｍ以下
、Ｒmaxで１μｍ以下の鏡面とされる。
【００６４】
（４）化学強化工程
　次に、前述の研磨工程を終えたガラス母材の側面（周面）に化学強化を施す。化学強化
は、例えば、硝酸カリウム（６０％）と硝酸ナトリウム（４０％）を混合した化学強化溶
液を用意し、この化学強化溶液を３８０°Ｃ程度に加熱し、３００°Ｃに予熱された洗浄
済みのガラス母材を所定時間浸漬して行う。
【００６５】
　このように、化学強化溶液に浸漬処理することによって、ガラス母材側面の表層のリチ
ウムイオン、ナトリウムイオンが、化学強化溶液中のナトリウムイオン、カリウムイオン
にそれぞれ置換され、ガラス母材が強化される。
【００６６】
（５）第１洗浄工程
　化学強化処理を終えたガラスディスクを、４０°Ｃ程度に加熱した濃硫酸に浸漬して洗
浄を行い、さらに、硫酸洗浄を終えたガラスディスクを、純水、純水、ＩＰＡ（イソプロ
ピルアルコール）、ＩＰＡ（蒸気乾燥）の各洗浄槽に順次浸漬して、洗浄する。なお、各
洗浄槽には、超音波を印加することが好ましい。
【００６７】
（６）第２洗浄工程
　第１洗浄工程を終えたガラス基板を、中性洗剤、中性洗剤、純水、純水、ＩＰＡ（イソ
プロピルアルコール）、ＩＰＡ（蒸気乾燥）の各洗浄槽に順次浸漬して、洗浄する。なお
、各洗浄槽には、超音波を印加することが好ましい。
【００６８】
（７）ガラス母材を切断処理（スライス）する工程
　次に、ガラス母材３を、中心軸に対して垂直に切断処理することにより、磁気ディスク
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用ガラス基板の厚さよりもやや厚い厚さのガラスディスクを得る。このとき、１本のガラ
ス母材３から、多数のガラスディスクが得られる。
【００６９】
　この工程におけるガラス母材３の切断処理は、例えば、マルチワイヤソーを用いること
によって行うことができる。マルチワイヤソーは、複数個の多溝ローラを所定間隔で配置
しこれら多溝ローラの各溝に無端ワイヤを多数巻き付けて走行させ、この無端ワイヤをガ
ラス母材の側面に押し当てることにより、このガラス母材３を切断する装置である。
【００７０】
（８）形状加工工程、ラッピング工程
　この工程では、ガラス母材３を切断処理することにより得られたガラスディスクの形状
を整えるとともに、主表面をラッピング加工する。ラッピング加工では、両面ラッピング
装置とアルミナ砥粒を用いて加工を行い、ガラスディスクの寸法精度と形状精度を所定の
ものとする。
【００７１】
　なお、ガラス母材３に中心孔３ａを設けず、この工程において、ガラスディスクに中心
孔１を形成してもよい。また、ガラス母材３の側面にＶ字状の溝を設けず、この工程にお
いて、ガラスディスクの外周側端面部分及ぴ内周側端面部分に面取り加工を施すようにし
てもよい。
【００７２】
（９）第１研磨工程
　次に、主表面研磨工程として、第１研磨工程を施す。この第１研磨工程は、前述のラッ
ピング工程で主表面に残留したキズや歪みの除去を主たる目的とする。この工程は、両面
研磨装置と硬質樹脂ポリッシャとを用い、遊星歯車機構を用いて行うことができる。研磨
剤としては酸化セリウム砥粒を用いることが好ましい。
【００７３】
（１０）第２研磨工程
　次に、主表面の鏡面研磨工程として、第２研磨工程を施す。この第２研磨工程は、主表
面を鏡面状に仕上げることを目的とする。この工程は、両面研磨装置と軟質発泡樹脂ポリ
ッシャを用い、遊星歯車機構を用いて行うことができる。研磨剤としては、第１研磨工程
で用いる酸化セリウム砥粒に比ぺて微細な酸化セリウム砥粒を用いることが好ましい。
【００７４】
（１１）第３洗浄工程
　第２研磨工程を終えたガラス基板を、中性洗剤、中性洗剤、純水、純水、ＩＰＡ（イソ
プロピルアルコール）、ＩＰＡ（蒸気乾燥）の各洗浄槽に順次浸漬して、洗浄する。なお
、各洗浄槽には、超音波を印加することが好ましい。
【００７５】
（１２）磁気ディスクの製造工程
　このようにして作製された磁気ディスク用ガラス基板を用いて、この磁気ディスク用ガ
ラス基板の主表面部上に少なくとも磁性層を形成することにより、ヘッドクラッシュやサ
ーマルアスペリティー障害の防止が図られた磁気ディスクを構成することができる。
【００７６】
　磁性層としては、高い異方性磁場（Ｈｋ）を備えるＣｏ－Ｐｔ系合金磁性層が好ましい
。また、磁気ディスク用ガラス基板と磁性層との間には、磁性層の結晶配向性やグレイン
の均一化、微細化を図る観点から、適宜下地層を形成するようにしてもよい。これら下地
層及び磁性層の成膜方法としては、例えば、ＤＣマグネトロンスパッタリング法を用いる
ことができる。
【００７７】
　また、磁性層上には、磁性層を保護するための保護層を設けることが好ましい。保護層
の材料としては、炭素系保護層を挙げることができる。炭素系保護層としては水素化炭素
、窒素化炭素を用いることができる。この保護層の形成には、プラズマＣＶＤ法、または
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、ＤＣマグネトロンスパッタリング法を用いることができる。
【００７８】
　さらに、保護層上には、磁気ヘッドからの衝撃を緩和するための潤滑層を形成すること
が好ましい。潤滑層としては、パーフルオロポリエーテル系潤滑層を挙げることができる
。特に、保護層との親和性に優れる水酸基を具備するアルコール変性パーフルオロポリエ
ーテル潤滑層が好ましい。この潤滑層は、ディップ法を用いて形成することができる。
【実施例】
【００７９】
　以下、本発明の実施例について、詳細に説明する。
【００８０】
〔実施例１〕
　この実施例１においては、以下の工程を経て磁気ディスク用ガラス基板を製造した。
【００８１】
（１）円柱状のガラス母材を得る工程
　この実施例においては、アルミノシリケートガラスからなるガラス母材を用意した。
【００８２】
　このガラス母材の大きさは、直径が２８．６ｍｍであった。
【００８３】
（２）ガラス母材に中心孔を形成する工程
　次に、ガラス母材の中心軸に沿って、中心孔を形成した。この中心孔の内径は、５．９
ｍｍであった。
【００８４】
（３）ガラス母材の内外周の側面を研磨（鏡面加工）する工程
　ガラス母材の外周側側面（周面）について、研磨ブラシ研磨方法により鏡面研磨を行っ
た。このとき、研磨砥粒としては酸化セリウム砥粒を含むスラリー（遊離砥粒）を用いた
。
【００８５】
　次に内周側側面（中心孔内）について、研磨ブラシ研磨方法により鏡面研磨を行った。
ガラス母材の内周側側面の研磨においては、中心孔内に、研磨ブラシを挿入するとともに
、ポンプにより、研磨剤を所定の圧力で圧送した。そして、研磨ブラシを回転させるとと
もに、ガラス母材を回転させた。研磨加工の所定時間が満了したならば、研磨ブラシの回
転、ガラス母材の回転を停止させ、また、研磨剤の圧送を停止させた後、研磨ブラシをガ
ラス母材の中心孔内より引抜いた。
【００８６】
　この工程における研磨剤としては、酸化セリウム砥粒を含むスラリー（遊離砥粒）を用
いた。（研磨剤の粒径としては、０．５μｍ乃至５μｍが使用できる。鏡面性という点で
、０．５μｍ乃至２μｍ程度のものを用いた。）
　その後、ガラス母材の側面の寸法測定を行ったところ、直径（外径）が２７．４ｍｍ、
中心孔の内径は、７ｍｍであった。また、側面が鏡面状態であることを確認した。側面の
表面粗さは、Ｒａで０．０１μｍ乃至０．０２μｍ、Ｒmaxで０．３μｍ乃至０．４μｍ
であることが確認された。
【００８７】
（４）化学強化工程
　次に、前述の研磨工程を終えたガラス母材の側面（周面）に化学強化を施した。化学強
化は、硝酸カリウム（６０％）と硝酸ナトリウム（４０％）を混合した化学強化溶液を用
意し、この化学強化溶液を３８０°Ｃに加熱し、３００°Ｃに予熱された洗浄済みのガラ
ス母材を所定時間浸漬して行った。ここで、化学強化条件については、処理温度を３８０
°Ｃの一定温度とし、後述する〔表１〕に示すように、処理時間を０分乃至３６０分まで
変化させた複数種類のサンプルを作製した。
【００８８】
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　このように、化学強化溶液に浸漬処理することによって、ガラス母材の側面の表層のリ
チウムイオン、ナトリウムイオンが、化学強化溶液中のナトリウムイオン、カリウムイオ
ンにそれぞれ置換され、ガラス母材が強化される。ガラス母材の側面の表層に形成された
圧縮応力層の厚さは、後述する〔表１〕に示すように、処理時間が長いほど厚くなる。
【００８９】
　化学強化を終えたガラス母材を、２０°Ｃの水槽に浸漬して急冷し、約１０分間維持し
た。
【００９０】
（５）第１洗浄工程
　急冷を終えたガラスディスクを、約４０°Ｃに加熱した濃硫酸に浸漬して洗浄を行った
。さらに、硫酸洗浄を終えたガラスディスクを、純水、純水、ＩＰＡ（イソプロピルアル
コール）、ＩＰＡ（蒸気乾燥）の各洗浄槽に順次浸漬して、洗浄した。なお、各洗浄槽に
は超音波を印加した。
【００９１】
（６）第２洗浄工程
　第１洗浄工程を終えたガラス基板を、中性洗剤、中性洗剤、純水、純水、ＩＰＡ（イソ
プロピルアルコール）、ＩＰＡ（蒸気乾燥）の各洗浄槽に順次浸漬して、洗浄した。なお
、各洗浄槽には超音波を印加した。
【００９２】
（７）ガラス母材を切断処理（スライス）する工程
　次に、ガラス母材を、中心軸に対して垂直に切断処理することにより、磁気ディスク用
ガラス基板の厚さよりもやや厚い厚さ０．６ｍｍのガラスディスクを得た。このとき、１
本のガラス母材３から、多数のガラスディスクが得られた。
【００９３】
　この工程におけるガラス母材３の切断処理は、マルチワイヤソーを用いることによって
行った。
【００９４】
　なお、この切断処理によって、ガラスディスクの主面部の表面粗さが十分に良好な面粗
度とできる場合には、後述するラッピング工程を省略することができる。この場合には、
切断処理により、磁気ディスク用ガラス基板の厚さに近い厚さ０．４５ｍｍのガラスディ
スクを得るようにする。
【００９５】
（８）ラッピング工程
　ここで、切断処理によって得られたガラスディスクの内径は７．ｍｍ、外径は２７．４
ｍｍ、板厚は０．６ｍｍであり、主表面部のラッピング加工及び研磨加工後に、「１．０
インチ型」磁気ディスク用ガラス基板の所定寸法となるガラスディスクとなっている。ま
た、主表面の平坦度は１０μｍ以下であることを確認した。さらに、面取面の幅が０．２
１ｍｍ、面取面の主表面部に対する角度が４５°であることを確認した。
【００９６】
　そして、このガラスディスクの主表面をラッピング加工した。ラッピング加工では両面
ラッピング装置とアルミナ砥粒を用いて加工を行い、ガラス基板の寸法精度と形状精度を
所定とする。得られたガラスディスクの内径は７ｍｍ、外径は２７．４ｍｍ、板厚は０．
４５ｍｍであり、主表面部の研磨加工後に、「１．０インチ型」磁気ディスク用ガラス基
板の所定寸法となるガラスディスクであることを確認した。
【００９７】
　ガラスディスクの表面の面形状を観察したところ、主表面の平坦度は３μｍ以下である
ことを確認した。主表面の表面粗さはＲmaxで２μｍ、Ｒａで０．３μｍ程度であった。
【００９８】
（９）第１研磨工程
　次に、主表面研磨工程として、第１研磨工程を施した。この第１研磨工程は、前述のラ
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硬質樹脂ポリッシャとを用い、遊星歯車機構を用いて主表面研磨を行った。研磨剤として
は酸化セリウム砥粒を用いた。
【００９９】
（１０）第２研磨工程
　次に、主表面の鏡面研磨工程として、第２研磨工程を施した。この第２研磨工程は、主
表面を鏡面状に仕上げることを目的とする。両面研磨装置と軟質発泡樹脂ポリッシャを用
い、遊星歯車機構を用いて主表面の鏡面研磨を行った。研磨剤としては、第１研磨工程で
用いた酸化セリウム砥粒に比ぺて微細な酸化セリウム砥粒を用いた。
【０１００】
　得られたガラスディスクの板厚は０．３８１ｍｍであった。
【０１０１】
（１１）第３洗浄工程
　第２研磨工程を終えたガラス基板を、中性洗剤、中性洗剤、純水、純水、ＩＰＡ（イソ
プロピルアルコール）、ＩＰＡ（蒸気乾燥）の各洗浄槽に順次浸漬して、洗浄した。なお
、各洗浄槽には超音波を印加した。
【０１０２】
（１２）最終検査工程
　前述の工程を経て得られた磁気ディスク用ガラス基板の内周側端面部分の表面粗さは、
面取面（Ｃ面）、円筒面（Ｔ面）ともに、Ｒmaxで０．４μｍ、Ｒａで０．０２μｍであ
った。
【０１０３】
　外周側端面部分の表面粗さも、面取面（Ｃ面）、円筒面（Ｔ面）ともに、Ｒmaxで０．
４μｍ、Ｒａで０．０２μｍであった。各端面部分は、鏡面状に仕上がっていた。
【０１０４】
　表面粗さの測定は、原子間力顕微鏡によって行い、数値の算出は、日本工業規格（ＪＩ
Ｓ）Ｂ０６０１に拠った。また、鏡面状態の確認は、電子顕微鏡による観察、光学顕微鏡
による観察の双方で行った。
【０１０５】
　ここで、化学強化処理の条件が異なる複数のサンプルとして作製された磁気ディスク用
ガラス基板（内径７ｍｍ、外径２７．４ｍｍ、板厚０．３８１ｍｍ）について、圧縮応力
層の厚さ、圧縮応力値、抗折強度、主表面の平坦度を観察した。この結果を〔表１〕に示
す。
【０１０６】
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【表１】

【０１０７】
　この観察を行うには、〔表１〕に示す各化学強化条件により得られた磁気ディスク用ガ
ラス基板を、まず、外周側端面部分の円筒面（Ｔ面）及び主面部に対して垂直な切断面（
基板断面）が現れるように、幅３ｍｍ程度の短冊状に切断し、次に、この短冊の両側の切
断面同士間の距離が０．５ｍｍ程度になるように、切断面を研磨剤及び研磨パッドを用い
て研削加工及び研磨加工する。そして、このようにして現れた磁気ディスク用ガラス基板
の切断面を、バビネ補償板法を用いて測定する。
【０１０８】
　磁気ディスク用ガラス基板の切断面をバビネ補償板法を用いて測定すると、図５に示す
ように、磁気ディスク用ガラス基板の端面部の近傍における断面の応力層プロファイルが
得られる。図５において、Ｄで示す部分が圧縮応力層の厚さ、Ｐｃは、圧縮応力値である
。
【０１０９】
　なお、バビネ補償板（Babinet compensator）とは、等しい角度を持った二つの相対し
た水晶楔（クサビ）を含む器具であり、一方の楔はマイクロメーターのネジによってその
長さの方向に移動されるようになっている。これら二つの楔は、光学軸方向が互いに垂直
となされ、かつ、移動可能な一方の楔の光学軸方向は、移動可能方向に沿っている。この
器具は、結晶の位相差の遅れ（リターデーション）や複屈折の度合い、あるいは、内部応
力のあるガラスの検査などに広く使用されているものである。
【０１１０】
　また、〔表１〕に示す各化学強化条件により得られた磁気ディスク用ガラス基板につい
て、エアブラウン社製「AVEX-SM-110-MP」を用いた「Ｄａｎａ衝撃試験法」を行った。こ
の衝撃試験は、磁気ディスク用ガラス基板を専用の衝撃試験用冶具に組み付け、正弦半波
パルスの衝撃を、１０００Ｇ乃至５０００Ｇまで主表面に対する垂直方向に順次与え、こ
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の磁気ディスク用ガラス基板の破損状況を見ることによって行った。
【０１１１】
　外径が５０ｍｍ以下、あるいは、３０ｍｍ以下、板厚が０．５ｍｍ未満、あるいは、０
．４ｍｍ以下の基板を用いた磁気ディスクを搭載した小型のハードディスクドライブ（Ｈ
ＤＤ）の製品仕様としては、ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）の落下テストを行った場
合に、２０００Ｇの衝撃に耐えられることが要求されている。しかしながら、単板の衝撃
試験にて２０００Ｇの衝撃に耐える条件にて基板を作製し、この基板を用いた磁気ディス
クを装着したハードディスクドライブ（ＨＤＤ）の落下テスト（２０００Ｇ）を行ったと
ころ、数％程度の磁気ディスクに割れが発生することが判明した。これに対して、３００
０Ｇの衝撃に耐える条件で作製した基板を用いた磁気ディスクを装着したハードディスク
ドライブ（ＨＤＤ）の落下テスト（２０００Ｇ）を行ったところ、磁気ディスクに全く割
れが発生しないことが確認された。
【０１１２】
　そのため、ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）の完成体で２０００Ｇの衝撃に耐えられ
るためには、磁気ディスク用ガラス基板の単板で３０００Ｇの衝撃に耐えられることを要
することが判明した。また、磁気ディスク用ガラス基板の単板で３０００Ｇの衝撃に耐え
られるためには、この磁気ディスク用ガラス基板の抗折強度が２．０（ｋｇｆ）以上であ
ることを要することが、本件出願人等による実験によって判明している。
【０１１３】
　これを〔表１〕に示す結果に照合すると、外径が５０ｍｍ以下、あるいは、３０ｍｍ以
下、板厚が０．５ｍｍ未満、あるいは、０．４ｍｍ以下の基板を用いた磁気ディスクを搭
載した小型のハードディスクドライブ（ＨＤＤ）の製品仕様である２０００Ｇの耐衝撃性
能を満たすためには、磁気ディスク用ガラス基板の端面部近傍における圧縮応力層の厚さ
は、１０μｍ以上であることが好ましい。また、圧縮応力値は、３．５ｋｇ／ｍｍ２以上
であることが好ましい。
【０１１４】
　なお、圧縮応力層の厚さを過度に大きくすると、応力緩和によって、端面部近傍におけ
る圧縮応力が低下する作用が生ずる場合があるので、圧縮応力層の厚さは、本発明の作用
を減じない範囲で設定することが実用上好ましい。板厚０．５ｍｍ未満の薄型の磁気ディ
スク用ガラス基板においては、圧縮応力層の厚さが１５０μｍ以下であれば、端面部近傍
における圧縮応力を減じる作用を抑制できる。さらに、圧縮応力値が２０ｋｇ／ｍｍ２以
上であると、ガラスの応力過剰となり破損する恐れがあるので、実用上の観点から好まし
くない。
【０１１５】
　さらに、〔表１〕に示す各化学強化条件により得られた得られた磁気ディスク用ガラス
基板について、主表面の平坦度の測定を行った。ここで、平坦度は、フェイズシフトテク
ノロジー（PHASE SHIFT TECHNOLOGY）社製の「OPTIFLAT（商品名）」により、２００ｎｍ
から２７．４ｍｍの波長のウネリのうち、最大値を算出したものである。
【０１１６】
　〔表１〕に示す結果から分かるように、磁気ディスク用ガラス基板の端面部近傍の化学
強化により、平坦度について悪化は起こっておらず、実用上好ましい３μｍ以下になって
いることが確認された。
【０１１７】
〔実施例２〕
　この実施例２では、前述の実施例１において作製された磁気ディスク用ガラス基板を用
いて、以下の工程により、磁気ディスクを製造した。
【０１１８】
　前述の磁気ディスク用ガラス基板の両主表面に、静止対向型のＤＣマグネトロンスパッ
タリング装置を用いて、Ｎｉ－Ｔａ合金第１下地層、Ｒｕ第２下地層、Ｃｏ－Ｃｒ－Ｐｔ
－Ｂ合金磁性層、水素化炭素保護層を順次成膜した。次に、アルコール変性パーフロロポ
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リエーテル潤滑層をディップ法で成膜した。このようにして、垂直磁気記録方式用の磁気
ディスクを得た。
【０１１９】
　得られた磁気ディスクについて、異物により磁性層等の膜に欠陥が発生していないこと
を確認した。また、グライドテストを実施したところ、ヒット（ヘッドが磁気ディスク表
面の突起にかすること）やクラッシュ（ヘッドが磁気ディスク表面の突起に衝突すること
）は認められなかった。さらに、磁気抵抗型ヘッドで再生試験を行ったところ、サーマル
アスペリティ障害による再生の誤動作は認められなかった。
【０１２０】
　なお、以上の試験は１平方インチ当たりの情報記録密度が４０ギガビット相当の磁気デ
ィスク用の試験方法として行った。具体的には磁気ヘッドの浮上量は１０ｎｍとし、記録
再生試験では情報線記録密度を７００ｆｃｉとした。
【０１２１】
　すなわち、本発明による磁気ディスクにおいては、ガラス基板表面の異物による問題が
回避できており、磁気抵抗型ヘッドにとって良好な磁気ディスクとして作製されているこ
とがわかった。
【図面の簡単な説明】
【０１２２】
【図１】本発明に係る磁気ディスク用ガラス基板の製造方法によって製造される磁気ディ
スク用ガラス基板の構成を示す斜視図である。
【図２】前記磁気ディスク用ガラス基板の円孔の内周側端面の形状を示す断面図である。
【図３】本発明に係る磁気ディスク用ガラス基板の製造方法の各工程を示す工程図である
。
【図４】本発明に係る磁気ディスク用ガラス基板の製造方法において、ガラス母材の側面
に設けられた溝の形状を示す断面図である。
【図５】本発明に係る磁気ディスク用ガラス基板の製造方法により製造された磁気ディス
ク用ガラス基板側面の断面の応力層プロファイルを示す図である。
【符号の説明】
【０１２３】
　１　　円孔
　２　　磁気ディスク用ガラス基板
　３　　ガラス母材
　３ａ　中心孔
　Ｄ　　圧縮応力層の厚さ
　Ｐｃ　圧縮応力値
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